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概要

大気下におかれた金属銅（Cu）の表面は自然酸化膜で覆われており、このような銅表面は大別して
「Cu」「Cu2O」「CuO」「Cu(OH)2 」の状態にわけられることが知られています。
市販の標準品である「Cu2O」「CuO」「Cu(OH)2 」粉末をTOF-SIMSにより深さ方向分析を行うことで、各状
態に応じて特徴的な分子イオンの取得が可能であることがわかりました。
これらの分子イオンを用いて、金属Cu表面自然酸化膜の深さ方向の状態評価が可能となりました。
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「Cu2O」「CuO」「Cu(OH)2」粉末のTOF-SIMSのデプスプロファイルをそれぞれ図1にまとめます。
この結果より、それぞれCu3O

-、Cu4O4
-、Cu2O3H

-の分子イオンが特徴的に得られることがわかりました。
この分子イオンを用いて「Cu板」の自然酸化膜を評価すると、Cu(OH)ｘ/CuO/Cu2O/Cuの層構造が得ら
れ、酸化膜厚は約数nm程度であることがわかりました。

分子情報の深さ方向分析の参考出典；Harumi Masudome et.al.,Surf.InterfaceAnal.2011,43,664–668

図1 粉末の深さ方向分析結果
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図2 Cu板の自然酸化膜評価


